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No. 33 (1988) 

銅（]I）錯体と過酸化水素の反応によるヒドロキシルラジカルの生成＊

小沢俊彦料，後藤浩美，高沢文恵，花木昭＊＊

銅は生体内で主として酸化還元反応を触媒する酵素に含まれ重要な機能を果たしている。しか

し，生体内で銅タンパク質や遊離の銅イオンが過酸化水素（H202）と共存するとき，これを酸

化的に分解し，生体にきわめて有害なヒドロキシラジカル（OH・）を生成すると言われている。

そこで，種々の Cu(II）錯体と H202の反応によるヒドロキシラジカルの生成をチオパルピツル

酸法により検討した。

検討した Cu(II）錯体のうち［Cu(enh] 2＋がH202に対し，もっとも高い活性を示した。これ

はFenton反応として知られる Fe2+-H202系よりも活性が高かった。ポリアミンー N－ポリカル

ボン酸配位子， EDTA,DTPA, EDDP, EDDA，を配位した Cu(II）錯体はヒドロキシラジカル

を生成しなかった。これらの系は還元剤を共存させるとヒドロキシラジカルが生成するので，配

位により Cu(II）の酸化還元電位が変化し， H202の酸化がで、きなくなったと推測された。

Cu (II）のペプチドおよびヌクレオチド錯体と H202との反応ではヒドロキシラジカルは生成さ

れるが，生成量は［Cu(enh] 2＋の反応よりも著しく小さかった。生成したヒドロキシラジカル

がデオキシリボースに対し，ペプチドないしヌクレオチドと競争的に反応するためと考えられる。

Cu (II）ーヌクレオチド錯体の中では Cu(II)-ATPが最大の活性を示し，活性の序列は錯体の安

定度の序列（ATP>ADP> AMP）に対応していた。

本 本報告は日本化学会誌， 4,459-465 (1988）に発表．
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